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Отличительной чертой класса фотополимерных материалов является метод инициации процесса поликонденсации. Если в случае с получением стандартных, хорошо изученных, композиционных материалов на базе смолы и отвердителя «холодного» или «горячего» отверждения фактором инициации процесса отверждения является температура, то фотополимерное связующее состоит из смолы и отвердителя, который начинает процесс поликонденсации в результате поглощения фотонов определенной энергии.  
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Рисунок 1  – Механизм фотополимеризации на примере сшивания мономеров стиролов и олигомеров акрилатов [1]
Ввиду того, что в состав фотополимерного связующего входят давно известные мономеры и олигомеры, то, очевидным следствием будет то, что при помощи такой технологии имеется возможность получать композиционные материалы. Свойства таких КМ не будут достаточно сильно отличаться от свойств композиционных материалов, синтезируемых с использованием отвердителей температурного фактора инициации, но при этом обладать более высокой скоростью получения изделий. Вместе с тем имеется возможность получения сложных форм изделия при совмещении технологии фотополимеризации и аддитивных технологий. С этой целью ведутся исследования в области увеличения точности печати, применения различных наполнителей, варьирования составом фотоинициатора с целью регуляции и улучшения свойств
Помимо положительных качеств фотополимерные материалы обладают и рядом отрицательных характеристик, в их число можно отнести высокую плотность дефектов различного размера, в т.ч пузырьков «запертых» мономеров – продуктов поликонденсации, которые становятся структурным элементом КМ из-за высокой скорости отверждения, вместе с тем от действия высоких температур и усадки изделие имеет свойство деформироваться в значительной степени. Помимо улучшения качеств, важной целью текущих исследований в рассматриваемой области является исправление указанных недостатков.
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